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ГЛАВА I. ДШАШКЕСШ ТЕОРШ ДЙМШЮГО РАССЕЯНШ
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1.1. Общие замечания.
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1.3. Диффузное рассеяние на статических искажениях . 19 1.4 Метод трехкристальной рентгеновской дифрактометрии.
1.5. !&ртины Кикучи.
1.6. Выводы.
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2.2.1. Вычисление амплитуды диффузного рассеяния в различных представлениях.
2.2.2. Эквивалентность метода плоских волн и метода волновых мод
2.2.3. Сравнение с кинематической теорией.
2. 3. Одноволновой случай дифракции: диффузный фон в двухволновом направлении (линии Кикучи).
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4.1. Вычисление интенсивности диффузного рассеяния
4.2. Зависимость профилей интенсивности ди|)фузного рассеяния от толщины кристалла и характеристик дефектов.
4.2.1. Случаи тонкого и толстого кристаллов. Эффект аномального прохождения диффузно рассеянных лучей
4.2.2. Вклады процессов внутриветвевого и мекветвевого рассеяний в профили интенсивности.
4.3. Изодлффузные линии и их характерные особенности, связанные с динамическими эффектами и характеристиками дефектов. III
4.3.1. Изоди|)фузше линии в плоскости, перпендикулярной к сильному брэгговскому лучу. III
4.3.2. ИзодЕффузные линии в плоскости рассеяния.
4. 4. Интенсивность ди!Фузного рассеяния в неупорядоченных твердых растворах.
4,5. Выводы.^.
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